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요약

본 발명은 기판상에 인쇄된 액체를 제어하기 위한 매트릭스 기판 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 인

쇄된 액체를 수용 및 유지하기 위한 화소의 매트릭스를 유지하는 기판은 기판 재료 자체내에 화소를 분리하는 융기 

구조체(배리어)가 형성될 수 있게 하는 변형가능한 가요성 중합성 재료로 제조된다. 이는 예로서, 폴리 LED 디스플레

이에 사용하기 위한 매트릭스 기판의 제조를 위한 다수의 신규한 제조 방법을 가능하게 한다. 본 발명에 따른 재료 및

제조 방법은 종래 기술에 따른 재료 및 제조 방법으로부터 공지된 설계 자유도의 다수의 한계를 추가로 제거한다. 이

는 돌출 구조, 개선된 해상도 및 새로운 치수 범위를 가지는 배리어 프로파일의 가능성을 도출한다.
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기술분야

본 발명은 기판상에 인쇄된 액체를 제어하기 위한 기판상의 화소 조립체에 관한 것이며, 특히 이러한 화소 조립체를 

위한 제조 방법 및 재료에 관한 것이다.

폴리 LED와 같은 유기 전자발광 디스플레이는 애노드, 캐소드 및 반도전 재료의 박층을 가지는 화소들의 매트릭스로

구성되는 평판 패널 디스플레이이며, 각 화소는 발광 다이오드를 형성한다. 화소의 측방향 치수는 디스플레이의 해상

도에 관련되며, 예로서, 인치당 100 화소(100PPI) 단색 디스플레이는 254 x 254 미크론 화소를 갖는다. 127 PPI 완

전 컬러 디스플레이는 66.7 x 200 미크론 화소를 갖는다. 반도전 재료의 박층은 약 0.3 미크론 두께이다. 각 화소내의

콤파운드는 일반적으로 용매내에 용해된 이후 잉크젯 인쇄의 공정을 통해서 증착된다. 인쇄된 액체를 제어하기 위해

서, 화소는 기판상에 형성된 배리어에 의해 분리되는 작은 격실의 매트릭스로서 형성된다. 이런 화소 또는 격실에 인

쇄함으로써, 인쇄된 재료는 화소에 한정된다.

배경기술

종래 기술에서, 포토리소그래피에 의해 글래스 기판상의 박막 레지스트 층내에 구조체의 형성은 디스플레이를 위한 

매트릭스 기판 제조를 위해 양호한 공정이 다. 포토리소그래피는 글래스 또는 실리콘 기판상의 박층 및 미소 구조체 

처리를 위해 공지된 기술이다. 포토리소그래피는 포토리소그래피에 의해 구조화된 박층을 형성하기 위한 공정으로서

스핀 코팅을 사용한다. 컬러 폴리 LED 디스플레이를 위해 사용되는 재료는 서로 상단에 스피닝될 수 없으며, 이 방식

의 컬러 디스플레이의 제조를 실질적으로 불가능하게 한다.

일반적으로, 잉크젯 인쇄는 용매내에 용해된 액티브 콤파운드가 기판의 표면상에 증착될 때 양호한 기술이다. 제어 

불가한 방식으로 발광 영역내의 컬러를 변경되게 할 수 있기 때문에, 인쇄된 액체는 배리어 또는 오염물 위로 흐르지 

않거나, 또는 인접한 화소내의 액체와 혼합되지 않는 것이 중요하다. 반도전 구조체는 습윤 층의 건조 후에 형성된다.

US 6,143,450호는 종래 기술에 따른 컬러 필터 기판의 일반적인 제조를 기술한다. 정렬 마크 및 배리어에 의해 분리

된 화소의 매트릭스가 동시에 글래스 기판상에 형성된다. 매트릭스는 포토리소그래피에 의해 소정 형상으로 패턴화

되는 하나 이상의 박막층을 증착함으로써 형성된다. 다음에, 잉크 수용층이 매트릭스상에 형성되고, 그후 잉크 수용층

상에 컬러가 인쇄된다. 정렬 마크는 컬러의 혼합을 회피하기 위하여, 인쇄된 액적의 정밀도를 보증하기 위해 사용되

며, 기하학적 형상은 표면 습윤 및 평탄화된 충전의 효과를 최적화하기 위한 것이다.

가장 일반적으로 사용되는 글래스 기판은 강체이며, 비변형성이다. 따라서, 배리어를 형성하기 위한 구조화는 포토-

레지스트 재료 층의 증착 및 포토리소그래피에 의한 포토-레지스트내의 배리어의 형성에 의해 제조된다. 이 제조 방

법은 배 리어의 설계 및 획득가능한 해상도와 구조체의 높이에 대한 자유도를 제한한다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 목적은 액체를 수용 및 유지하기 위한 화소를 구비한 기판의 신규하고 독창적인 방법을 제공하는 것이며, 

상기 방법은 서브미크론 해상도를 제공하면서 배리어 설계의 자유도를 제공한다.

본 발명의 다른 목적은 액체를 수용 및 유지하기 위한 화소를 갖는 기판의 제조 방법을 제공하는 것이며, 상기 방법은

디스플레이 기판의 단순하고 저렴한 대량 생산을 제공한다.

본 발명의 또 다른 목적은 액체를 수용 및 유지하기 위한 화소를 갖는 기판을 제공하는 것으로, 상기 화소는 인접한 

화소들 사이에서 액체가 넘쳐흐르게 하기에는 작게 경사진 배리어에 의해 분리되고, 그에 의해, 액적 배치 정밀도에 

덜 민감하며, 두 개의 인접한 화소가 혼합 없이 동시에 충전될 수 있게 하는 기판을 제공하는 것이다.

청구항 1 내지 22에 기술된 바와 같은 본 발명은 물품 제조 방법 및 물품 제조에 사용되는 툴을 제공하며, 이 물품은 

잉크젯 인쇄 기술을 사용하는 증착 재료에 사용하기 위하여 액체의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 구조체

를 갖는 기판을 포함한다. 본 발명의 중요한 특징은 기판 및 구조체의 적어도 일부가 동일한 중합성 재료로 형성된다

는 것이다. 이는 이러한 물품의 새로운 제조 방법을 가능하게 하며, 이는 다수의 장점을 갖는다. 이하, 본 발명의 주 특

징 및 그 장점을 보다 상세히 설명한다.

제 1 특징에 따르면, 본 발명은 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품을 제조하는 방법을 

제공하며, 이 방법은 소정 구조체를 갖는 표면부를 구비한 성형 툴을 제공하는 단계와, 변형가능한 중합성 재료를 제

공하는 단계, 및 성형 툴을 사용하여 변형가능한 중합성 재료를 처리하여 소정 구조체를 형성함으로써 변형가능한 중
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합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계를 포함하고, 이 소정 구조체는 변형가능한 중합성 재료의 표면부내에 

격실의 매트릭스를 형성하는 융기 구조체의 격자를 포함하며, 격실은 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유

지하도록 적용되며, 변형가능한 중합성 재료의 구조화된 표면부는 적어도 실질적으로 성형 툴의 표면부의 소정 구조

체의 찍혀진 자국(imprint)이다.

변형가능한 중합성 재료는 적어도 구조화된 표면부를 형성하는 단계 이후에, 자기 지지형 기판을 형성하는 것이 적합

하다. 그에 의해, 액체의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품은 상기 재료의 표면부에 의해 형성된 소정 구

조체를 가지는 상기 재료의 자기 지지형 기판을 포함한다. 재료가 자기 지지형 기판을 형성할 때에, 이는 그 구조체 또

는 형상을 유지하기 위해 지지 베이스(글래스 기판 같은)에 의해 유지될 필요가 없다는 것을 의미한다. 따라서, 재료

는 다른 기판상에 증착된 박막이 아니지만, 재료는 예로서 적절한 취급을 보증하기 위해 다른 판 또는 기판에 의해 유

지될 수 있는 것을 배제하는 것을 의미하지 않는다.

격실을 형성하는 융기 구조체의 격자는 융기 구조체 및 융기 구조체를 유지하는 물품의 일부가 변형가능한 중합성 재

료로 형성되도록 변형가능한 중합형 재료로 형성되는 것이 본 발명의 모든 특징의 필수적 특징이다. 따라서, 액체 증

착 재 료를 제어할 필요가 있는 기판상의 배리어는 이 재료가 변형가능한 중합성 재료이기 때문에 기판 재료 자체로 

이루어질 수 있다. 이는 부가적인 레지스트 재료로 배리어를 형성하기 위한 포토리소그래픽 공정 단계의 사용을 제거

한다. 중합성 재료의 변형성 및 가요성은 종래 기술의 제조 방법 및 재료에서 가능하지 않은 형상으로 융기 구조체가 

형성될 수 있게 한다.

제 1 특징에 따른 제조 방법의 장점은 기판의 신속 및 비용-효율적 대량 생산을 가능하게 하는 것이다. 이 방법의 다

른 장점은 제조 공정의 소정의 특정 변형 없이 서브-㎛ 해상도로 구조체를 형성할 수 있는 것이다. 다른 장점은 반복 

공정이 리소그래피로는 불가능한 형상의 가능성을 제공하는 것이다.

청구된 방법은 종래 기술에 따른 제조 방법 및 재료와 비교된다. 종래 기술에 따르면, 구조체를 형성하기 위한 재료층

은 글래스 기판상에 증착된다. 이들 층은 위상 마스크를 통해 레지스트를 조사함으로써 구조화되고, 에칭을 통한 비

조사 영역의 제거가 이어진다. 표준 포토리소그래픽 기기는 약 10㎛의 제한된 해상도를 가진다. 증가된 해상도를 달

성하기 위해서, 고가의 부가 장비(스텝퍼)가 제조 공정에 사용되어야 한다.

제 1 특징에 따른 제조 방법에서, 제조 툴(마스터, 폼, 스탬프 등)이 제조되고, 그후, 많은 기판의 반복은 저렴하고 신

속한 공정이다.

성형 툴은 몰딩 폼인 것이 적합하며, 이 경우, 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계는 변형가능한 중합성 재료를 

몰딩 폼내에 적용하는 단계를 포함한다. 대안적으로, 성형 툴은 엠보싱 스탬프이고, 이 경우, 변형가능한 중합성 재료

의 구 조화된 표면부를 형성하는 단계는 엠보싱 스탬프로 변형가능한 중합성 재료를 엠보싱하는 단계를 포함한다. 다

른 대안적으로, 성형 툴은 압출 폼이고, 이 경우, 변형가능한 중합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계는 압출 

폼으로 변형가능한 중합성 재료를 압출하는 단계를 포함한다.

따라서, 제 2 특징에 따르면, 본 발명은 제 1 특징에 따른 제조 방법에 사용하기 위한 성형 툴을 제공하며, 이 성형 툴

은 기판의 형상, 프로파일 및 의도된 기능에 대응하는 소정 구조체를 갖는 표면부를 구비한다.

제 3 특징에 따르면, 본 발명은 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품을 제조하기 위한 방

법을 제공하며, 이 방법은 광중합성 재료를 제공하는 단계, 및 광중합에 의해 광중합성 재료의 구조화된 기판을 형성

하는 단계를 포함하고, 이 기판 형성 단계는 제 1 소정 패턴의 광중합성 재료의 하나 이상의 제 1 층을 조사하는 단계,

및 제 2 소정 패턴의 광중합성 재료의 하나 이상의 제 2 층을 조사하는 단계를 적어도 포함하며, 조사된 제 1 층은 기

판을 형성하고, 조사된 제 2 층은 기판상에 격실의 매트릭스를 형성하는 융기 구조체의 격자를 형성하며, 격실은 액체

증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하도록 적용된다.

제 3 특징에 따른 방법의 장점은 거의 소정 형상의 구조체를 제조할 수 있는 것이다. 이는 인쇄된 액체의 수용 및 유

지를 현저히 향상시키는 구조체 중 적어도 일부의 프로파일의 매우 상세한 구조화를 허용한다. 이 방법의 다른 장점은

제조 공정의 소정의 특정 변형 없이 서브-㎛ 해상도로 구조체를 형성할 수 있는 것이다.

제 4 특징에 따르면, 본 발명은 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품을 제공하며, 이 물품

은 변형가능한 중합성 재료에 의해 형성된 기판을 포함하고, 기판은 융기 구조체의 격자를 포함하며, 격자는 액체 증

착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하도록 적용되는 격실의 매트릭스를 형성한다.

제 5 특징에 따르면, 본 발명은 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하는 물품을 제공하며, 이 물품은 변

형가능한 중합성 재료에 의해 형성된 기판을 포함하고, 기판내에 적어도 부분적으로 형성된 융기 구조체의 격자를 포

함하는 표면부를 가지며, 융기 구조체 중 적어도 일부는 특징적 프로파일을 가지고, 격자는 격실의 매트릭스를 형성
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하며, 융기 구조체는 격실이 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하게 할 수 있고, 격자, 융기 구조체 및 

특징적 프로파일은 엠보싱, 블로우 성형, 사출 성형 또는 압출로 구성되는 그룹으로부터 선택된 제조 방법에 의해 변

형가능한 중합성 재료에 성형 툴의 형상을 찍음으로써 형성된다.

중합성 재료는 적어도 백본(backbone)에 탄소 분자를 갖는 유기 재료이다. 이들 재료는 재료의 분자량 비교에 의해 

무기 재료로부터 구별될 수 있다. 폴리머는 수천 내지 수백만 그램/몰 범위의 질량 평균 분자량을 갖는다. 글래스 또는

금속 같은 무기 재료는 일반적으로 매우 낮은 분자량을 갖는다. 대안적으로, 중합성 재료는 그 탄성 계수에 의해 다른

재료로부터 구별될 수 있다. 중합성 재료에 대해, 탄성 계수는 20기가파스칼 보다 작지만, 유리, 금속 및 기타 무기 기

판 재료는 35기가파스칼 보다 큰 탄성 계수를 갖는다.

변형성 및 가요성의 결과로서, 중합성 재료는 본 발명에 따른 제조 방법 및 물품에 특히 적합하다. 변형성은 성형 공

정에 필수적이며, 이 성형 공정은 보다 높은 변형성 및 가요성을 획득하기 위해 고압 및/또는 고온에서 수행될 수 있

다. 또한, 가요성은 중합성 재료가 성형 이후 성형 툴과 기판을 분리시키기 위해 굴곡되어야만 하는, 표면에 돌출 구조

체를 형성하는 경우에 필수적이다.

기판 표면부상의 융기 구조체 중 적어도 일부는 격실의 체적 보다 큰 액체 증착 재료의 체적을 격실이 유지할 수 있게

하면서, 두 인접한 격실이 액체 증착 재료의 혼합 없이 완전히 충전될 수 있게 하는 프로파일로 형성되는 것이 적합하

다. 두 인접한 격실을 분리하는 기능을 수행하는 융기 구조체는 또한 배리어라 지칭된다.

격실은 보다 많은 액체의 추가가 인접한 격실로의 액체 유동을 초래하는 지점까지 충전될 때 완전히 충전된다. 물론, 

완전히 충전된 격실이 얼마나 많은 액체를 유지할 수 있는지는 일반적으로 최저 배리어의 높이로 승산된 그 기저 면

적으로서 규정되는 격실의 체적에 의존한다(완전히 수직인 배리어를 가정하면, 이는 소정 형상의 체적을 산출하기 위

한 일반적인 것으로 간주됨). 유지되는 액체의 표면 장력으로 인해, 격실은 격실의 체적 보다 많은 체적의 액체량을 

유지할 수 있다. 이는 충전율로서 표시될 수 있다 :

충전율은 다수의 액체의 파라미터에 의존한다. 주어진 액체에 대하여, 충전율은 또한 배리어의 상단 프로파일의 기하

학적 형상 및 격실을 형성하는 배리어의 상단 재료 조성에도 의존한다.

종래 기술의 배리어에서, 완전히 충전된 격실의 액체면은 배리어의 가장 먼 에지까지 연장하며, 따라서, 두 개의 인접

한 격실이 동시에 충전될 수 없다.

따라서, 물품 및 배리어를 제조하기 위한 방법의 장점은 적어도 일부 구조체의 프로파일이 높은 해상도 및 매우 다양

한 매우 세부적인 형상으로 형성될 수 있는 것이다.

종래 기술의 매트릭스 기판의 문제점을 극복하기 위하여, 융기 구조체의 적어도 일부는 제 1 및 제 2 인접한 격실을 

분리하는 세장형 배리어를 형성할 수 있다. 다수의 양호한 실시예에서, 상기 적어도 일부 융기 구조체의 프로파일은 

적어도 제 1 및 제 2 에지를 가지며, 제 1 에지는 제 2 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 측면부 및 상면부에 의해 

형성되고, 제 2 에지는 제 1 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 측면부 및 상면부에 의해 형성되며, 제 1 에지는 제 2

에지 보다 제 2 격실에 근접하고, 제 2 에지는 제 1 에지 보다 제 1 격실에 근접하다. 달리 말해서, 배리어는 그 중심

선을 따라 분할되고, 그에 의해, 두 개의 융기 포메이션 또는 서브-배리어을 형성하며, 그래서 각 격실이 배리어 자체

의 절반의 격실로부터 멀어지는 방향을 지향하는 에지를 갖는다. 상면부는 적어도 부분적으로 기판에 평행하고, 상면

부 및 측면부는 날카로운-첨단형 에지를 형성하도록 90°보다 작은 각도로 교차하는 제 1 및 제 2 에지를 형성하는 

것이 적합하다.

양호한 실시예의 장점은 이들 격실이 보다 큰 충전율(R filling )을 갖게 하는 것이다. 상세하게 후술하는 바와 같이, 액

체면의 표면 장력은 액적이 배리어내의 에지에 걸려질 수 있게 하며, 그에 의해 대응 격실에 의해 유지된 최대 체적을

증 가시킨다. 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 배리어 프로파일에 날카로운-첨단형 에지를 형성함으로써, 격실은

종래 기술에 따른 배리어에 비해 보다 많은 액체의 체적을 유지할 수 있다.

구조체의 적어도 일부의 프로파일은 10㎛, 5㎛, 1㎛ 또는 0.5㎛ 보다 높은 높이 까지 상승한다. 또한, 본 발명에 따른 

기판상의 구조체 높이의 범위는 종래 기술에 따른 기판에서 보다 크다. 종래 기술의 제조 방법에 따라서, 구조체는 동

일 높이를 갖는 것이 적합하다. 구조체가 마스킹 및 에칭에 의해 형성되기 때문에, 서로 다른 높이를 가지는 구조체를 

형성하기 위해서는 다수의 마스킹 및/또는 에칭 단계가 필요한 것이 일반적이다. 이는 재료가 주어진 재료 및 에칭 기

술에 대해 주어진 율로 에칭에 의해 제거된다는 사실 때문이다.
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본 발명에 따른 기판상의 서로 다른 구조체는 넓은 범위의 서로 다른 높이를 가질 수 있다. 마스터가 형성될 때, 구조

체의 기하학적 형상 및 치수는 반복에 미소한 영향을 갖는다. 구조체는 배리어로 구성되는 것이 적합하며, 그 각각은 

간극에 의해 분리된 둘 이상의 서브-배리어로 구성되는 상세한 프로파일을 포함할 수 있다.

배리어의 치수(배리어 및 서브-배리어의 높이 및 폭)는 디스플레이 유형, 즉 단색 디스플레이 또는 완전 컬러 디스플

레이에 의존하여 변할 수 있다.

일반적으로, 특히 완전 컬러 디스플레이를 위해, 배리어의 폭을 최소화하는 것이 관심의 대상이며, 이때, 충전 팩터(

즉, 화소의 활성 영역의 크기)가 중요하다. 달리 말하면, 배리어의 치수는 액체가 서로 다른 화소 사이에서 너무 쉽게 

혼 합될 수 있게 할 수 있기 때문에, 너무 작아지지 않아야 한다.

배리어의 폭은 바람직하게는 40㎛ 미만, 바람직하게는 20㎛ 미만, 보다 바람직하게는 10㎛ 미만, 또는 더 더욱 바람

직하게는 5㎛ 미만인 것이 적합하다.

배리어의 높이는 2㎛, 5㎛ 또는 10㎛ 보다 큰 것이 적합하다. 그러나, 본 발명의 제조 기술 및 재료가 매우 높은 배리

어를 가능하게 하기 때문에, 양호한 실시예의 배리어는 20㎛, 30㎛ 보다 높고, 심지어 50㎛ 보다도 높다.

서브 배리어 사이의 간극은 10㎛, 5㎛ 또는 2.5㎛ 미만과 같이, 20㎛ 미만인 것이 적합하다. 서브-배리어의 높이는 

바람직하게는 총 배리어 높이의 1/4, 보다 바람직하게는 총 배리어 높이의 1/2, 및 더욱 바람직하게는 총 배리어의 높

이의 3/4인 것이 적합하다.

다양한 목적에 따라서, 본 발명은 매트릭스 기판이 종래 기술 보다 매우 높은 구조체를 가질 수 있게 한다. 양호한 실

시예에서, 이웃 격실내의 액체는 융기 구조체의 적어도 일부가 기판의 표면부로부터 적어도 20㎛와 같이, 적어도 10

㎛의 높이까지 상승하는 매우 높은 배리어를 형성함으로써 효과적으로 분리된다.

다른 양호한 실시예에서, 융기 구조체의 상단부의 표면부는 소수성 재료에 의해 형성되며, 그래서, 배리어의 젖지 않

은 상단을 형성하고, 넘쳐흐르는 것에 저항한다. 융기 구조체의 상단부의 이런 표면부는 다중-캐비티 사출 성형에 의

해 형성되는 것이 적합하다. 배리어의 젖지 않은 상단을 형성하는 다른 방법은 배리어의 상단부를 위해 작은 구조체(

기둥)의 패턴을 포함하도록 하는 것이다. 기둥은 1㎛ 2 미만, 또는 0.1㎛ 2 미만과 같이 10㎛ 2 미만의 단면적을 갖는

것이 적합하다. 기둥의 높이는 단면적의 제곱 근(square root) 보다 큰, 바람직하게는 단면적의 제곱 근의 3배 보다 

큰 것과 같이 단면적의 제곱 근의 절반 보다 큰 것이 적합하다.

본 발명의 내용은 기판 아키텍쳐 및 플라스틱상의 잉크젯 인쇄를 위한 그 제조 방법을 기술한다. 본 발명이 중합성 전

자발광 매트릭스 디스플레이(폴리 LED)를 위한 중합성 층을 잉크젯 인쇄에 대해 예시되지만, 본 발명은 플라스틱 기

판상에 선택적 인쇄 기술로 활성 재료가 적용되어야 하는 모든 응용분야에 대하여 사용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 매트릭스 기판의 상면도.

도 2는 도 1의 매트릭스 기판의 증가된 단면도.

도 3은 서로 다른 액체 레벨을 갖는 매트릭스 기판의 단면도.

도 4는 하나의 액체 레벨만을 갖는 도 3의 매트릭스 기판의 증가된 단면도.

도 5a는 배리어, 증착된 액체량 및 관련 각도의 증가된 단면도.

도 5b는 배리어, 증착된 액체량 및 관련 각도의 증가된 단면도.

도 6a 내지 도 6d는 기판상의 배리어와 액체 사이의 접촉 및 습윤 각을 설명하는 도면.

도 7 내지 도 11은 매트릭스 기판상의 서로 다른 배리어 프로파일의 실시예를 도시하는 도면.

도 12는 직사각형 배리어 프로파일, 증착된 액체량 및 배리어 높이의 실시예를 도시하는 도면.

도 13은 서로 다른 습윤 특성을 가지는 배리어 프로파일의 단면도.
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도 14는 열악한 습윤 특성을 가지는 배리어 프로파일의 증가된 단면도.

도 15는 서로 다른 습윤 특성을 가지는 배리어 프로파일의 단면도.

실시예

도 1은 격실 또는 화소(7)의 매트릭스를 형성하는 배리어의 격자를 갖는 일반적인 매트릭스 기판(1)의 상면도를 도시

한다. 격실(7)은 수평 배리어(2) 및 수직 배리어(6)에 의해 형성된다. 수평 배리어(2) 사이에 형성된 격실의 열은 이하

채널(5)이라 지칭한다. 채널(5)이 인쇄될 때, 액체(4)는 전체 채널(5)을 통해 분포된다.

도 2는 도 1의 매트릭스 기판과 같은 종래 기술에 따른 매트릭스 기판(201)의 배리어의 향상된 단면도를 도시한다. 

수평 배리어(202)의 단면이 도시되어 있으며, 수직 배리어(206)의 측면도 물리적 배치를 명확하게 하기 위해 표시되

어 있다. 배리어는 일반적으로 포토리소그래피에 의해 증착된 포토-레지스트 층을 구조화함으로써 형성된다. 포토리

소그래피 공정의 열악한 해상도로 인해, 어떠한 특정 프로파일 구조도 배리어(202 및 206)에 형성될 수 없다.

본 발명에 따른 매트릭스 기판은 변형가능한 가요성인 중합성 또는 플라스틱 재료로 제조되며, 글래스 기판상에 포토

레지스트의 표준 포토리소그래피 이외의 제조 방법의 가능성을 제공한다.

중합성 또는 플라스틱 매트릭스 기판은 중합성 또는 플라스틱 재료의 처리 분야에 공지된 처리 기술을 사용하여 형성

, 성형 및 구조화될 수 있다. 중합성 또 는 플라스틱 재료 처리 기술의 숙련자는 중합성 또는 플라스틱 재료내에 매트

릭스 기판과 같은 구조화된 기판을 형성하기 위해 엠보싱, 블로우 몰딩, 사출 성형, 압출, 캘린더링, 및 광중합과 같은 

기술을 사용할 수 있다. 이들 처리 기술은 포토리소그래피 보다 양호한 재현성 및 해상도를 제공한다. 또한, 새로운 처

리 기술과 글래스 및 포토레지스트 재료 보다 유연하면서 덜 연약한 중합성 또는 플라스틱 재료의 조합은 보다 복잡

한 구조체 디자인을 형성할 수 있게 한다.

엠보싱에  의한  중합성  또는 플라스틱  기판의  구조화

엠보싱은 특정 시간의 양 동안 높은 압력을 적용시킴으로써 플라스틱 기판상에 스탬프의 구조체를 전사하는 방법이

다. 압력은 스탬프의 구조체를 따르도록 기판 재료의 소성 변형에 의해 전사가 이루어지는 수준으로 높다. 요약하면, 

가압 시간을 단축시키기 위해서, 가압 동안의 온도는 거의 기판 재료의 글래스 전이 온도로 증가하여야 한다. 해상도

는 광 디스크 제조시 달성되는 해상도에 비견할 만하며, 0.5 미크론까지의 피치와 100nm까지의 배리어의 높이를 가

진다. 엠보싱은 일반적으로 평탄한 기판상에서 수행된다.

블로우  /  사출  성형에 의한  중합성  또는 플라스틱  기판의  구조화

사출 성형은 용융된 플라스틱을 몰드내로 가압함으로써 중합성 재료의 제품을 제조하는 대량 제조 방법이다. 재료의 

용융은 왕복 스크류 압출기에서 이루어진다. 용융 동안 스크류는 후향 이동하여 스크류의 전방에 용융된 재료를 수집

하고, 몰드의 충전 동안 스크류는 전방으로 이동하여 피스톤처럼 작용한다. 몰드는 급속한 냉각을 허용하도록 저온으

로 유지된다. 충전 이후, 스크류는 냉각 동안의 수축을 보상하도록 고압하에서 몰드내의 재료를 유지한다. 현저한 양

의 재료가 글래스 전이 온도 아래에 있는 순간에 몰드가 개방되고 제품이 취출된다. 몰드의 폐쇄 즉시, 다음 제품이 제

조될 수 있다. 제품으로의 몰드 내측상의 구조체의 양호한 전사를 위해 벽 온도는 글래스 전이 온도에 근접하여야 한

다. 해상도는 광 디스크 제조에서 달성되는 해상도와 비견할 만하며, 0.5 미크론까지의 피치와 100nm까지의 배리어 

높이를 갖는다. 사출 성형은 소정 형상의 제품의 생산을 허용한다.

압출  /  캘린더링에  의한  중합성  또는 플라스틱  기판의  구조화

압출은 연속적인 공정이다. 용융된 재료는 슬릿 외부로 가압되고 냉각된다. 슬릿의 형상은 연속적인 시트에 전사된다.

시트의 이동에 수직한 구조화만이 가능하다. 재료가 슬릿 외부로의 가압 동안 용융 상태에 있어야하기 때문에, 날카

로운 에지의 소정의 라운딩이 발생한다. 캘린더링은 고압하에서 재료의 얇은 시트상에 원통형 회전체로부터 작은 구

조체를 전사하는 방법이다. 원론적으로, 엠보싱 또는 사출 성형에 의해 얻어진 것들에 비견할만한 해상도를 얻을 수 

있다.

광중합에  의한  중합성  또는 플라스틱  기판의  구조화

소위 2P 공정(광중합)은 복잡한 구조체의 표면상으로 저 점도의 저-분자 모노머성 유체를 증착하고 UV광에 의한 중

합(UV 경화)을 개시하는 가능성을 활용한다. 이 방법은 엠보싱, 사출 성형, 압출 또는 캘린더링 보다 복잡하지만, 해

상도는 거의 분자 수준이며, 성형의 자유도가 방대하다.
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그러므로, 매트릭스 기판을 위한 중합성 또는 플라스틱 재료의 사용은 상술한 처리 기술의 장점이 인쇄된 액체를 수

용 및 유지하기 위한 매트릭스 기판을 현 저히 개선시킬 수 있게 한다. 이들 장점의 활용은 종래 기술 매트릭스 기판

에서 발생되는 문제점을 해결할 수 있는 격실 및 배리어의 세부적인 구조체를 설계할 수 있다.

이하에서, 본 발명에 따른 격실 및 배리어의 디자인 및 기능이 양호한 실시예와 관련하여 기술되고, 그후, 다수의 다른

양호한 실시예가 제시된다.

도 1에 도시된 바와 같은 화소 형상은 직사각형일 필요는 없다. 이는 라운드형 코너를 가지는 직사각형, 원형 또는 소

정의 다른 형상일 수 있다.

도 3은 본 발명에 따른 매트릭스 기판(301)의 단면을 도시한다. 볼 수 있는 바와 같이, 배리어(302)는 기판에 형성되

며, 기판의 일부이다. 배리어(302)의 상부 부분은 격실(308)을 한정하기 위한 제 1 융기 포메이션 또는 서브-배리어(

303)와 격실(307)을 한정하기 위한 제 2 융기 포메이션 또는 서브 배리어(305)를 갖는다. 배리어 및 서브-배리어는 

인접한 격실(308)내로 액체(304)가 넘치는 것을 방지하기 위해 형성된다. 벽(303, 305)은 에지(311 및 312)를 가지

는 직사각형 형상으로 이루어진다. 도면은 두 가지 상태의 액체(304)를 도시하며, 제 1 상태에서 내벽 에지(321)에 

의해 액체(304)가 구속되기 때문에 격실(307)이 완전히 채워지지 않으며, 또한, 제 2 상태에서, 액체(304)가 격실로

부터 멀어지는 방향을 향한 에지(312)에 의해 액체가 구속된다. 제 2 상태에서, 액체(304)는 액체를 유지하는 격실(3

07)에 가장 근접한 벽(305)의 상단 표면 부분만을 적신다. 또한, 액체의 추가 확산을 저지하는 에지(312)는 격실을 한

정하는 벽(305)의 에지이다. 격실(307)을 완전히 충전한 액체는 완전히 충전된 격실(307)내의 액체와 간섭하지 않고,

격실 (308)로부터 멀어지는 방향을 향하는 에지(312)에 의해 구속된다. 벽(303 및 305)은 배리어(302)를 두 개의 수

직 분리 배리어로 분할한다. 액체가 배리어의 에지에 걸쳐지는 정도는 도 6a 내지 도 6d와 관련하여 추가로 설명된다.

도 4는 도 3의 배리어의 향상된 단면도 도시한다. 각도(θ 1 및 θ 2 )는 그 가장 근접한 각 격실로부터 멀어지는 방

향을 각각 향하는 에지(311, 312)의 형상을 기술한다. 액체(304)가 격실(307)을 완전히 충전한 상태에서, 표면 장력

은 액체 표면이 에지(312)에 걸려지고, 격실(307)로부터 멀어지는 방향을 향하는 벽(315)의 측면부와 각도(α)를 생

성하게 한다. 각도(α)는 주로 액체의 물성 및 배리어의 재료 조성에 의해 결정된다. 따라서, 상면부를 수평으로 유지

하면서 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 측면부를 경사지게 함으로써 걸려진 액체의 양이 증가될 수 있다. 에지(3

12)가 보다 날카로와지면(상면부는 여전히 적어도 실질적으로 수평임), 보다 많은 액체가 주어진 크기의 격실에 의해

유지될 수 있다.

도 4에 도시된 바와 같은 배리어(302)는 배리어의 각 측면상에 배치된 두 개의 서브-배리어로 구성된 상단부를 갖는

다. 각 벽은 두 개의 측면부(314 및 316), 상면부(318) 및 내부 및 외부 에지(311 및 320)를 각각 갖는다. 에지(320)

는 격실(308)에 대면하고, 에지(311)는 격실(307)에 대면한다. 에지(311)는 측면부(314)와 상면부(318) 사이의 각도

(θ)로 형성된다. 그러므로, 이 디자인은 배리어의 상단면내에 간극을 형성하는 두 개의 대향 측면부(314, 315)를 포

함한다. 최대량의 액체(304)가 초과되고, 액체가 넘쳐흐르는 경우에, 간극(322)은 제 1 및 제 2 벽 사이의 드레인으로

서 기능한다. 이는 인접한 격실내로 액체가 넘쳐흐르고, 인접한 격실의 액체와 누설된 액체가 혼합될 위험을 제거한

다. 필요시, 혼합이 이루어지며, 이는 간극내의 격실 사이의 비활성 영역에서 이루어진다.

도 5a 및 도 5b에 도시된 다른 유형의 양호한 실시예에서, 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 에지는 보다 날카로운

-첨단형 에지로 형성되어 있다. 특히, 배리어의 상면부를 수평으로 유지하면서 기판(501)의 평면형 표면과 배리어(5

02)의 각도 β가 감소되며, 이는 배리어(또는 서브-배리어)의 에지(513)의 각도 θ를 감소시키는 것에 대응한다.

도 5a는 배리어(502)의 일부, 증착된 액체(504)의 양 및 관련 각도 θ w 및 β를 도시한다. 각도 θ w 는 배리어 에지

(513)와의 액체의 습윤 각도에 대응한다.

액체의 접촉각 θ c 은 도 6A에 도시된 바와 같이 액적이 기판상에 형성하는 각도로서 규정된다. 접촉각 θ c 은 

에 의해 기술되며, 여기서 σ는 액체의 표면 장력이고, γ sv 및 γ sl 은 면적당 기판-증기 

및 기판-액체 에너지이다. 이 공식은 θ c 가 액체의 표면 장력을 증가시키거나, 기판의 물성을 변경함으로써 증가될 

수 있다는 것을 나타낸다.

습윤각 θ w 은 액체가 기판과 형성하는 각도로서 정의된다. 이 각도는 예로서, 도 6b에 도시된 바와 같이 접촉각 보

다 작을 수 있다.

습윤각 θ w 은 접촉각 θ c 보다 작고, 그러므로, 액체는 측면 배리어를 적시 지 않는다.



공개특허 10-2004-0081164

- 8 -

액체의 체적이 증가하고, θ w >θ c 일 때, 측면 배리어는 적셔져야 하며, 도 6c의 상태를 초래한다. 도 6d에 도시된
바와 같이, 액체가 기판과 형성하는 각도가 접촉각 보다 큰 경우, 액체는 이제 측면 배리어를 적시게 된다.

배리어의 각도 β가 θ의 고정값에서 증가할 때, 채널내에 부여될 수 있는 액체의 양이 증가할 수 있다는 것은 명백하

다. 예로서, β=0 및 θ=0.1rad 일 때, 수평과 액체의 각도는 π+0.1이다. β=1일 때, 액체의 각도는 2-D 상황에서 

π+1로 증가될 수 있다.

따라서, 도 5a 및 도 5b는 격실에 의해 유지될 수 있는 액체(504)의 양을 증가시키기 위해 특정하게 성형된 프로파일

을 가지는 배리어(502)를 예시한다.

도 7은 본 발명에 따른 기판(701)상의 다른 배리어(702)의 프로파일의 단면을 예시한다. 배리어는 기판 재료내에 형

성되고, 프로파일은 본 발명의 양호한 실시예에 따라 성형된다. 배리어(702)는 기판(701)의 일부이다. 배리어(702)의

상부는 격실(707)이 격실의 체적 보다 큰 액체의 체적을 유지하면서 두 개의 인접한 격실이 액체의 혼합 없이 완전히

충전될 수 있게 하는 프로파일로 형성된 두 개의 융기 포메이션 또는 서브-배리어(705)를 가진다. 서브-배리어(705)

는 도 4의 유사한 포메이션(305)에 비해 평활한 오목 프로파일을 가진다. 서브-배리어는 소정의 형상을 가질 수 있다

.

도 8은 본 발명에 따른 기판(801)상의 다른 배리어(802)의 프로파일의 단면을 예시한다. 배리어는 기판 재료로 형성

되고, 프로파일은 본 발명의 양호한 실시 예에 따라 성형된다. 배리어(802)의 상부 부분은 두 개의 융기 포메이션 또

는 서브-배리어(803)를 갖는다. 배리어(802) 및 서브-배리어(803)는 인접한 격실내로 격실(807)내의 액체(804)가 

넘쳐 누설되는 것을 방지하도록 형성된다. 서브-배리어(803)는 직사각형 형상으로 이루어진다.

도 9는 본 발명에 따른 기판(901)상의 다른 배리어(902)의 프로파일의 단면을 예시한다. 배리어는 기판 재료내에 형

성되고, 프로파일은 본 발명의 양호한 실시예에 따라 성형된다. 배리어(902)의 상부는 두 개의 융기 포메이션 또는 서

브-배리어(903)를 갖는다. 배리어(902) 및 서브-배리어(903)는 격실(907)내의 액체(904)가 인접한 격실내로 넘쳐 

누설되는 것을 방지하도록 형성된다.

도 10은 본 발명에 따른 기판(1001)상의 다른 배리어(1002)의 프로파일의 단면을 예시한다. 배리어는 기판 재료내에

형성되고, 프로파일은 본 발명의 양호한 실시예에 따라 성형된다. 배리어는 두 개의 외향 경사 배리어 벽(1010)으로 

구성된다. 배리어(1002) 및 외향 경사 벽(1010)은 격실(1007)내의 액체(1004)가 인접채널내로 넘쳐 누설되는 것을 

방지하도록 형성된다.

도 11은 본 발명에 따른 기판(1101)상의 다른 배리어(1102)의 프로파일의 단면을 도시한다. 배리어는 기판 재료로 

형성되고, 프로파일은 본 발명의 양호한 실시예에 따라 성형된다. 내향 경사 및 돌출(overhanging) 벽은 벽을 분리하

는 간극내의 큰 체적 및 매우 날카로운-첨단형 에지를 생성한다.

도 12는 직사각형 배리어의 프로파일을 도시하는, 본 발명에 따른 기판(1201)의 단면을 도시한다. 직사각형 배리어(

1202)가 본 발명에 따라 기판(1201) 내에 형성된다. 재료 및 제조 방법의 선택은 25㎛의 높이를 갖는 배리어와 같은 

매우 높은 배리어의 형성을 가능하게 한다. 결과적으로, 격실(1207)의 체적은 격실의 기저 면적을 증가시키지 않고 

현저히 증가된다. 액체(1204)가 격실을 완전히 충전하지 않기 때문에, 인접한 격실 위로 누설될 수 있는 배리어의 상

단부 위의 액체면이 존재하지 않는다. 따라서, 배리어의 상단부의 어떠한 세부적인 구조화도 필요하지 않다.

도 13은 본 발명에 따른 기판(1301)상의 다른 배리어(1302)의 프로파일의 단면을 도시한다. 배리어는 이 경우 서로 

다른 습윤 프로파일로 형성된다. 배리어(1302)의 기저부(1312)의 표면은 양호한 습윤 특성을 특징으로 하고, 배리어

(1302)의 상단부(1314)의 표면은 열악한 습윤 특성을 특징으로 한다. 이 효과는 배리어의 상단부의 구조화와 유사하

다. 즉, 액체면은 열악한 습윤성 재료와 큰 접촉각을 형성하는 격실을 향해 기울여진다.

재료의 습윤 특성은 액체에 맞도록 선택되어야 한다. 일반적으로 나일론 6, 나일론 11, 나일론 6,6 나일론 10,10 또는

폴리카보네이트와 같은 친수성 재료는 극성 액체에 대해서는 양호한 습윤 특성을 가지며, 비극성 액체에 대해서는 열

악한 습윤 특성을 갖는다. 유사하게, 극성 액체에 대해 열악한 습윤 특성 및 비극성 액체에 대해 양호한 습윤 특성을 

가지는 소수성 재료 표면은 CF4 처리로 배리어 상에 불소 함유 단층을 적용함으로써 획득될 수 있다. 일반적으로, 액

체가 그 위에서 높은 접촉각을 갖는 재료가 사용되어야 한다. 이런 재료는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이소부틸렌

또는 폴리스티렌일 수 있다. 양호 및 열악한 습윤 특성이 배리어의 기저부(1312) 및 상단부(1314)를 위해 서로 다른 

재료 조성을 사용함으로써 얻어지는 실시예에서, 단지 기저부(1312)만이 가판(1301)내에 형성되고, 기판과 동일한 

재료로 구성될 수 잇다. 이 경우, 양호한 제조 방법은 다중-캐비티 사출 성형이다.

대안적으로, 상단부(1314)의 열악한 습윤은 서로 다른 재료 조성을 사용하지 않고 얻어진다. 대신, 도 14에 도시된 

바와 같이, 배리어(1402)의 상단부(1414)의 습윤 특성은 도 14에 도시된 바와 같이 보다 작은 융기 구조체(1415)를 
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가지는 상단부(1414)의 표면의 적어도 일부를 형성함으로써 얻어진다. 작은 구조체는 일반적으로 작은 기둥의 패턴

으로서 형성되며, 또한 로터스 리프 구조체(lotus leaf structure)라고도 지칭되며, 극도로 비습윤성인 것으로 알려져 

있다. 작은 구조체(1415)는 본 발명에 따른 제조 기술 및 재료를 사용하여 배리어(1402)내에 형성될 수 있다. 배리어(

1402)는 다시 기판(미도시)내에 형성된다.

로터스 리프 구조체의 치수(단면적 및 높이)는 화소의 치수 보다 매우 작다. 현재, 단색 디스플레이의 화소 크기는 일

반적으로 200-300mm 사이이며, 컬러 디스플레이는 3의 인자 만큼 보다 작다. 즉, 100-66mm이다. 로터스 리프 구

조체(기둥)의 치수는 중요하지만, 그 단면 형상은 정사각형으로부터 원형까지 소정의 것일 수 있거나, 심지어 보다 복

잡한 패턴일 수 있다. 기둥의 높이는 면적의 제곱 근 보다 크거나, 가능하다면, 매우 큰 것이 적합하다.

도 15는 배리어(1502)의 프로파일을 도시하는, 본 발명에 따른 기판(1501)의 단면을 예시한다. 여기서, 배리어의 상

단부는 세부적으로 구조화되며 열악한 습윤 특성을 갖는다. 배리어는 인접한 채널내로 액체(1504)가 흘러 넘치는 것

을 방지하도록 형성된 두 개의 내향 경사 배리어 벽(1510)을 포함한다. 배리어는 또한 도 13과 관련하여 설명된 바와

같이 서로 다른 습윤 특성으로 형성된다. 배리어(1502)의 기저부(1512)의 표면은 양호한 습윤 특성을 특징으로 하며,

배리어(1502)의 상단부(1514)의 표면은 열악한 습윤 특성을 특징으로 한다.

산업상 이용 가능성

요약하면, 본 발명은 기판상에 인쇄된 액체를 제어하기 위한 매트릭스 기판 및 이런 제조의 방법을 제공한다. 본 발명

에 따라서, 인쇄된 액체를 수용 및 유지하기 위한 화소의 매트릭스를 유지하는 기판은 기판 재료 자체내에 화소를 분

리하는 융기 구조(배리어)가 형성될 수 있게 하는 변형가능한 가요성 중합성 재료로 제조된다. 이는 예로서, 폴리 LE

D 디스플레이에 사용하기 위한 매트릭스 기판의 제조를 위한 다수의 신규한 제조 방법을 가능하게 한다. 본 발명에 

따른 재료 및 제조 방법은 종래 기술에 따른 재료 및 제조 방법으로부터 공지된 설계 자유도의 다수의 한계를 추가로 

제거한다. 이는 돌출 구조, 개선된 해상도 및 새로운 치수 범위를 가지는 배리어 프로파일의 가능성을 도출한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품을 제조하는 방법으로서,

소정 구조체를 갖는 표면부를 구비한 성형 툴을 제공하는 단계와,

변형가능한 중합성 재료를 제공하는 단계, 및

상기 성형 툴을 사용하여 상기 변형가능한 중합성 재료를 처리하여 상기 소정 구조체를 형성함으로써 상기 변형가능

한 중합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계를 포함하고,

상기 소정 구조체는 상기 변형가능한 중합성 재료의 상기 표면부내에 격실(107, 307, 707, 807, 907, 1007, 1207)의

매트릭스를 형성하는 융기 구조체(102, 302, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 1502)의 

격자를 포함하며, 상기 격실은 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하도록 적용되며, 상기 변형가능한 중

합성 재료의 상기 구조화된 표면부는 적어도 실질적으로 상기 성형 툴의 상기 표면부의 상기 소정 구조체의 찍혀진 

자국(imprint)인 물품 제조 방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 변형가능한 중합성 재료는 적어도 상기 구조화된 표면부를 형성하는 단계 후에, 자기 지지형 

기판(101, 301, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1501)을 형성하는 물품 제조 방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 융기 구조체의 적어도 일부는 상기 격실의 체적 보다 큰 액체의 체적을 격실이 유지할 수 있게

하면서, 두 개의 인접한 격실이 액체의 혼합 없이 완전히 충전될 수 있게 하는 프로파일로 형성되는 물품 제조 방법.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 성형 툴은 몰딩 폼(moulding form)이고,

상기 변형가능한 중합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계는 상기 몰딩 폼내에 상기 변형가능한 중합성 재료

를 적용하는 단계를 포함하는 물품 제조 방법.
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청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 성형 툴은 엠보싱 스탬프이고,

상기 변형가능한 중합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계는 상기 엠보싱 스탬프로 상기 변형가능한 중합성 

재료를 엠보싱하는 단계를 포함하는 물품 제조 방법.

청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 성형 툴은 압출 폼이고,

상기 변형가능한 중합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계는 상기 압출 폼으로 상기 변형가능한 중합성 재료

를 압출하는 단계를 포함하는 물품 제조 방법.

청구항 7.
제 1 항에 있어서, 상기 변형가능한 중합성 재료의 구조화된 표면부를 형성하는 단계는 다중-캐비티 사출 성형에 의

해 소수성 재료내에 적어도 일부 융기된 구조체의 상단부(1314, 1414, 1514)의 표면부를 형성하는 단계를 포함하는 

물품 제조 방법.

청구항 8.
제 1 항에 기재된 방법에 따른 제조 방법에 사용하기 위한 성형 툴로서,

상기 성형 툴은 상기 기판의 형상, 프로파일 및 의도된 기능에 대응하는 소정 구조체를 갖는 표면부를 구비하는 성형 

툴.

청구항 9.
액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품을 제조하기 위한 방법으로서,

광중합성 재료를 제공하는 단계, 및

광중합에 의해 상기 광중합성 재료의 구조화된 기판(101, 301, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301,

1501)을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 구조화된 기판 형성 단계는,

제 1 소정 패턴의 상기 광중합성 재료의 하나 이상의 제 1 층을 조사하는 단계, 및

제 2 소정 패턴의 상기 광중합성 재료의 하나 이상의 제 2 층을 조사하는 단계를 적어도 포함하며,

상기 조사된 제 1 층은 기판을 형성하고, 상기 조사된 제 2 층은 상기 기판 상에 격실(107, 307, 707, 807, 907, 100

7, 1207)의 매트릭스를 형성하는 융기 구조체(102, 302, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402,

1502)의 격자를 형성하며, 상기 격실은 상기 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하도록 적용되는 물품 

제조 방법.

청구항 10.
제 9 항에 있어서, 상기 광중합성 재료의 구조화된 기판을 형성하는 단계는 하나 이상의 부가적인 소정 패턴으로 상기

광중합성 재료의 하나 이상의 부가적인 층을 조사하여 상기 융기된 구조체의 적어도 일부의 프로파일을 형성하는 단

계를 부가로 포함하고,

상기 프로파일은 상기 격실이 상기 격실의 체적 보다 큰 상기 액체 증착 재료의 체적을 유지할 수 있게 하면서, 두 개

의 인접한 격실이 액체 증착 재료의 혼합 없이 완전히 충전될 수 있게 하는 물품 제조 방법.

청구항 11.
변형가능한 중합성 재료에 의해 형성된 기판(101, 301, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1501)

을 포함하고,

상기 기판은 융기 구조체(102, 302, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 1502)의 격자를 포

함하며,
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상기 격자는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하도록 적용되는 격실(107, 307, 707, 807, 907, 1007,

1207)의 매트릭스를 형성하는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 12.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체중 적어도 일부는 상기 격실이 상기 격실의 체적 보다 큰 상기 액체 증착 재료의 

체적을 유지할 수 있게 하면서, 두 개의 인접한 격실이 상기 액체 증착 재료의 혼합 없이 완전히 충전될 수 있게 하는 

프로파일을 갖는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 13.
제 11 항에 있어서, 상기 기판은 자기 지지되는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 14.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부는 제 1 (307) 및 제 2(308) 인접한 격실을 분리하는 세장형 배

리어를 형성하고, 상기 적어도 일부 융기 구조체의 프로파일은 적어도 제 1 및 제 2 에지를 가지며, 상기 제 1 에지(31

1, 811, 911, 1011)는 상기 제 2 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 측면부(314)와 상면부(318)에 의해 형성되고, 

상기 제 2 에지는 상기 제 1 격실로부터 멀어지는 방향을 향하는 측면부(315)와 상면부(305)에 의해 형성되며, 상기 

제 1 에지는 상기 제 2 에지 보다 상기 제 2 격실에 인접하고, 상기 제 2 에지는 상기 제 1 에지 보다 상기 제 1 격실에

인접하는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 15.
제 14 항에 있어서, 상기 상면부는 상기 기판에 적어도 실질적으로 평행하 며, 상기 상면부 및 측면부는 날카로운-첨

단형 에지를 형성하도록 90°보다 작은 각도(θ)로 교차하는 제 1 및 제 2 에지를 형성하는 액체 증착 재료의 액적 또

는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 16.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부의 프로파일은 10㎛ 2 보다 작은 단면적 및 1.6㎛ 보다 큰 높이

를 갖는 작은 기둥(1415)의 패턴을 포함하는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 17.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부의 프로파일은 10㎛ 2 보다 작은 단면적을 갖는 액체 증착 재료

의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 18.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부의 프로파일은 5㎛ 2 보다 작은 단면적을 갖는 액체 증착 재료의

액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 19.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부의 프로파일은 1㎛ 2 보다 작은 단면적을 갖는 액체 증착 재료의

액적 또는 라인을 수용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 20.
제 11 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부의 높이는 적어도 10㎛인 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수

용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 21.
제 20 항에 있어서, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부의 높이는 적어도 20㎛인 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수

용 및 유지하기 위한 물품.

청구항 22.
변형가능한 중합성 재료에 의해 형성된 기판(101, 301, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1501)

을 포함하고, 상기 기판내에 적어도 부분적으로 형성된 융기 구조체(102, 302, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 110

2, 1202, 1302, 1402, 1502)의 격자를 포함하는 표면부를 가지며, 상기 융기 구조체 중 적어도 일부는 특징적 프로

파일을 가지고, 상기 격자는 격실(107, 307, 707, 807, 907, 1007, 1207)의 매트릭스를 형성하며, 상기 융기 구조체

는 상기 격실이 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 및 유지하게 할 수 있고, 상기 격자, 상기 융기 구조체 및 상

기 특징적 프로파일은 엠보싱, 블로우 성형, 사출 성형 또는 압출로 구성되는 그룹으로부터 선택된 제조 방법에 의해 

상기 변형가능한 중합성 재료에 성형 툴의 형상을 인쇄함으로써 형성되는 액체 증착 재료의 액적 또는 라인을 수용 

및 유지하기 위한 물품.
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专利名称(译) 用于OLED矩阵的喷墨印刷的结构化聚合物基材

公开(公告)号 KR1020040081164A 公开(公告)日 2004-09-20

申请号 KR1020047011863 申请日 2003-01-29

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 科宁欣克利凯恩菲利普斯日元.V.

当前申请(专利权)人(译) 科宁欣克利凯恩菲利普斯日元.V.

[标]发明人 DUINEVELD PAULUS C
DIJKSMAN JOHAN F

发明人 듀이네벨트파울루스씨.
디직스만요한에프.

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/00 H05B33/22 H05B33/10 H01L51/52 H05B33/12 H01L27/32 H01L51/40 H05B33
/02

CPC分类号 H01L51/0014 H01L51/52 H01L51/0005 H01L27/3246 H01L27/3283 H01L51/0096

代理人(译) 李昌勋

优先权 2002075423 2002-02-01 EP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

保持用于接收和保持印刷液体的像素矩阵的基板由可变形的柔性聚合物
材料制成，其允许凸起结构（屏障）分离基板材料本身内的像素。作为
示例，这使得能够制造用于聚LED显示器的矩阵基板的许多新颖制造方
法。根据本发明的材料和制造方法进一步消除了现有技术材料和制造方
法中已知的设计自由度的许多限制。这导致屏障轮廓具有突出结构，改
进的分辨率和新的尺寸范围的可能性。
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